Técnico Superior SGIKER (Espectroscopia de fotoelectrones- XPS)

Grupo 1
Categoria Profesional: Técnico Superior SGIKER
Especialidad:
Especialidad propuesta: Espectroscopia de fotoelectrones- XPS

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO
Requisito b) de la Base sequnda:

e Doctorado
e Ingenieria o grado equivalente.

FUNCIONES:

Espectroscopia Fotoelectrénica de Rayos X (XPS)
Temario

1. Fundamentos de la Espectroscopia Fotoelectréonica de Rayos X (XPS). Efecto
fotoeléctrico. Niveles electronicos atomicos. Acoplamiento spin-orbita. Nomenclatura.
Teorema de Koopman. Energia de ligadura. Recorrido libre medio. Sensibilidad
superficial.

2.- Requerimientos de analisis de superficies. Preparacion de muestras. Eliminacion del
material volatil. Técnicas de erosion. Abrasion. Rotura y raspado. Molienda.

3.- Tipos de analisis. Eleccion de las condiciones experimentales. Interpretacion de
espectros. Caracteristicas espectrales. Estructuras primaria y secundaria de los
espectros. Efectos del estado inicial. Efectos del estado final.

4.- Analisis de datos. Correccién de carga. Analisis cualitativo: identificacion de lineas.
Anaélisis de estados de oxidacion, desplazamiento quimico. Parametro Auger. Analisis
cuantitativo. Seccion cruzada de fotoionizacion. Factores de sensibilidad. Librerias de
factores de sensibilidad. Ajuste de picos. Seleccion del fondo. Factores que influyen en
la cuantificacion relativos a la muestra. Factores que influyen en la cuantificacién
relativos al espectrometro. Limites de deteccion. Resolucion lateral. Andlisis XPS de
materiales aislantes. Aplicaciones.

5.- Analisis de perfil de composicion en profundidad. Seleccién de diferentes niveles
energéticos. Seleccion de diferentes anodos en la fuente. XPS con resolucion angular.
Efectos angulares. Perfil de composicion en profundidad mediante bombardeo de iones.
Factores que afectan a la eliminacion de material. Resolucion del perfil de profundidad.
Factores que afectan a la resolucion del perfil de profundidad. Calibracion.

6.- Instrumentacion. Sistema de vacio. Tipos de bombas de vacio. Camara de
introduccion de muestra y camara de anélisis. Fuente de Rayos X. Sistema de lentes de
transferencia. Analizador. Detector. Sistemas de compensacion de carga. Cafidén de
iones.



7.- Fuente de Rayos X: Interaccién de los rayos X con la materia. Espectro de rayos X
de un elemento: espectros continuo y de lineas. Tipos de anodos adecuados para
sistemas de XPS. Ventajas del doble &nodo. Monocromador. Ventajas e inconvenientes
del uso del monocromador.

8.- Analizador: Analizadores hemisféricos. Modos de operacion de analizadores
hemisféricos. Ventajas e inconvenientes de cada modo. Energia de paso. Funcion de
transmision. Resolucidn. Factores que afectan a la resolucion.

9.- Manejo de un equipo de andlisis de XPS. Desarrollo de métodos de anlisis.
Mantenimiento de un equipo de anélisis de XPS. Calibrado de un equipo de analisis de
XPS. Procedimiento de bake out. Puesta a punto del equipo después de un proceso de
bake out.

10.- Fundamentos basicos de la Espectroscopia Electronica Auger (AES). Espectros
Auger. Nomenclatura. Series Auger. Andlisis cualitativo. Informacién quimica.
Cuantificacion en AES. Limites de deteccion. Resolucién lateral. Imagen. Microscopia
Auger de barrido (SAM). Comparacion con XPS, ventajas e inconvenientes.
Aplicaciones.

11.- Instrumentacion para AES. Cafion de electrones. Tipos de analizadores. Detector.

12.- Aplicacion de programas especificos para adquisicion y procesado de datos para
XPS. Informética de usuario (programas ofiméaticos). Bases de datos. Elaboracion de
informes.

13. Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Hombres y Mujeres: objeto y fin de la
norma. Principios generales. Medidas para promover la igualdad en la normativa y actividad
administrativa
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